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１．概要（Summary） 

LEDの発光効率の向上の一つとして、光取り出し効率

の向上が必要である。そのために私たちはナノ構造の作

製を試みる。今回、ナノ構造の作製を目指し、名古屋大

学の電子線露光装置を利用して、ナノ構造のパターン描

画を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線露光装置 

【実験方法】 

基板にレジストを塗布し、電子線露光装置でパターン

描画を行った。パターンは正四角格子に 1辺が 100 nm

の六角形、ピッチが 400 nmで並んでいる。また、露光量

を(ⅰ)140 C/cm2、(ⅱ)160 C/cm2、(ⅲ)180 C/cm2、

(ⅳ)200 C/cm2、(ⅴ)240 C/cm2と変化させた。次に現

像を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1は自社にて各サンプルの表面を SEMで観察し

たものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 SEM images of the surface of each sample. 

 

次に本学にて、ICPを用いてサンプル表面をCl2エッチ

ングした。Fig. 2は露光量 200, 240 C/cm2のサンプル

のエッチングの表面 SEMである。露光量 140, 160, 180 

C/cm2のサンプルはエッチングの痕跡が確認できなかっ

た。これにより、パターンの六角形の部分がエッチングされ

ている。 

Fig. 2 SEM images of the surface of (ⅳ) and (ⅴ) 

samples after Cl2 etching. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） 
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